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FRANCCI, Carlos E.

LODOVICI, Edméa
WITZEL, Marcelo
SATO, Claudio T.

DUTRA, Hélio Rui

Adesdo

Adesao e sua relacao com os tecidos dentais
Adesao e sua relacdo com os materiais restauradores

Constituintes basicos dos sistemas adesivos e suas

funcdes



Restauragoes Diretas
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Obs.:

Alguns cimentos "dual” apresentam
propriedades mecanicas e grau de
polimerizagdo excessivamente baixos ha
auséncia de luz!

Chan & Boyer, 1989

Hasegawa et al., 1991
Rueggeberg & Caughman, 1993
El-Bradawy & El-Mowafy, 1995

Witzel



Velocidade de polimerizagdo:

Cimentos dual-cure com luz:
Resisténcia mdxima logo apds a
fotoativacdo

Cimentos dual-cure sem luz ou quimicos:
Resisténcia maxima apds 1 dia
(polimerizagdo lenta)

Braga et al., 2000

Witzel



JLININ lvoclar-Vivadent




Kit Infroduccién

Kit Introdugdo

EnForce’
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Sistema Mul
ementacion Adh

Sistema de C

Conteido:
04 Seringos de Pastc Bose Motizado com 2.59 codo
nos coves: A2, 81, B3, c2
Pasto Base Opoca com 2,5¢
01 Seringa do Pasta de Misturo porc Veneer da Parcelono com 2:50
1 Pote de Posto Colclisadora co
Prime & Bond 2.1 com 4l
jiono Primer coin 3ml
com 3 b
Dentol Gel ¢ )
01 Seringo de ionodos Porcelanas
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Porcelanas e vidros ceramicos

A composigdo rica em vidro (grande quantidade de
silica) das porcelanas convencionais e vidros
cerdmicos torna propicia a utilizagdo tanto do
dcido fluoridrico quanto do silano !l



Ceramicas com alto teor cristalino

Inceram
Cercon . . . (5p/'ne//, alumina

ou Zirconia)
Abutments ceramicos



Ceramicas com alto teor cristalino
Asperizagdo interna (até 2,5 bar):

- Jateamento de alumina impregnada por silica




Ceramicas com alto teor cristalino

Asperizagdo interna (até 2,5 bar):

Rocatec-pre Rocatec-plus



Resinas Indiretas

Belleglass = ol

Tescera

Adoro/Vectris



Resinas Indiretas

Siga as mesmas instrugoes aplicadas as
porcelanas, com excegdo da utilizagdo do
dcido fluoridrico, pois este pode
deteriorar a matriz organica de algumas
resinas compostas



Utilizar adesivo compativel com o

cimento resinoso
(adesivos dcidos impedem a ativagdo quimica
do cimento)

Witzel



Scotchbond MP

(3 passos)
Optibond Dual Cure
(3 passos)

;_ a- All-Bond 2
| (3 passos)



EDPRIMERI

e, ED PRIMER / PANAVIA

(auto-condicionante)

il Ol

BISTITE IT (ADESIVO)

(auto-condicionante)




PANAVIAI
@

Sistema Multiuso de Cimentagiio Adesiva
Sistema de Cementacion Adhesiva de Uso Miltiple

A2 MBI, HES
com ffdor L wC2,MOPEAY
P i
""'....2""0..—&"‘";"»-17::» tissh”

o
o

S2103u3

A



Self Cure
\ctivator

Loy\lg'L,(fO

Prime & Bond NT

Sistema Adesivo Universal com
Nano-leenologia

Sistema Adhesivo Unive r=al con
Nanotecnologia







Uma forma de contornar vdrios problemas:
(ddvida se a luz passa pela pega, acidez do adesivo, etc...)

Usar adesivo de 3 passos com ativadores
quimicos, tornado-o “dual”

Ex.: ScotchBond MP (3M ESPE)



Sequéncia:

1) Condicionamento dcido (frasco 1)
2) ativador do primer (frasco 1.5)
3)Primer (frasco 2)

4) Ativador do adesivo (frasco 3.5)

5)Usar cimento de dupla ativagdo e fotoativar o
conjunto adesivo/cimento no final



Rely-X Unicem (3M ESPE)

(cimento auto-condicionante "all-in-one”



The Aplicap™
Capsule Delivery















R(‘.’}\W

"U100
Self A(HH%XIVH Umverxal




Curing by Means of Radical Polymerization

CPQ barbituric acid derivative

copper acetate sodium toluene sulfinate

- sodium toluene sulfinate sodium peroxide sulfate

copper acetate

Dual-curing setting reaction
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Polymerization




Espessura da linha de cimentagao (um)
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Microinfiltracao
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Resisténcia a flexao

RelyX Unicem RelyX U100 Panavia F 2.0 Maxcem
Aplicap




Absorcao de agua

RelyX Unicem RelyX U100 Panavia F 2.0 Maxcem
Aplicap




Micro-tracao em dentina

RelyX™ Unicem Aplicap™ Maxcem™ RelyX™ U100

C.A. Wiedig, R. Hecht, M. Ludsteck, G. Raia, and H. Rennschmid, AADR 2006, Orlando, #0299



Micro-tracao em alumina jateada

O fotocurado O Auto-curado
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